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High rate "sputter coating arrangement - using funnel shaped 
magnetic field to low uniformly disperse the gas ions over ths* 
target surface ■ 
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High rate sputter coating device comprises a magnet (9) 
connected to the cathode and target ( 1) which is spaced from 
another smaller magnet (10) surrounding the exit (4) of an 
electron source (5). The source (5) is directed onto the 
cathode and target (1) such that the exit (4) is spaced from 
the larger magnet (9) by a distance approx. the same as that 
between both magnets. 

USE 

Producing thin adhesive coating. 
ADVANTAGE 

Coating can be carried out in a shorter time and with 
quicker sputtering of the target than in prior art methods due 
to the use of the funnel-shaped magnetic field (6) which 
enables the electrons to be fed directly to the discharge 
plasma without passing through the magnetic field. The 


AA(13-G2) 


discharge voltage required is also reduced. 
EMBODIMENT 

Both magnets are permanent magnets which are charged 
to attract. The large magnet is fitted with a short circuit 
plate (8) made of magnetically conducting material. The 
magnetic field lines can be changed by vertically or horizont- 
ally moving the smaller magnet. The electron source is pref. 
a hollow cathode discharge tube. (4pp 167 8AMD wgNol. 1). 
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Patentanspruch: ~ 1 " 261812 

mchtkatodenseitigen Magneten (10 dertn e?n!m ah ? 9 !T Ma 9 neten »» "" d eines 
vorzugsweisezentrisch bezuglich de's katode^ V ° m katod enseitigen Magneten und 
des katodenseitigen Magneten groSer SS^ZS^T^^^ lst ' Wobei di * ™'ache 
e.ner Elektronenquelle, vorzugsweise einer HohiJI* f n,cntk *°denseitigen Magneten ist und 
Austrittsoffnung (4) der Elektronenquel e (5 Frf^ST*'?' 9 eke """-"".et, dafidie ' 
Austnttsoffnung in einem Abstand zum ta^^M™ n? ™ (1) 96richtet ist und di * 
dem Abstand des mchtkatodenseitigen mSSSSST 9n6ten ange ° rdnet ist ' der «wa 9'eich 

HierzulSeiteZeichnung 
Anwendungsgebiet der Erfindung 

Charakteristik des bekannten Standes der Technik 

AusdenPatentschriftenDD 208633 und DD?ia«^ • . 

bekannt - 634 Smd E,nr| C"tungen fur die Hochratezerstaubunn mit t« k. 


Ziel der Erfindung 


Darlegung des Wesens der Erfindung 
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Ausfuhrungsbeispiei 

Die Erfindung wird anhand eines Ausfuhrungsbeispieles naher erlautert 

vorzugswe ise drei bis zehn cm zum UlJC^*^^ Ma 9"** n «"* einem Abstand von 

Erne Elelrtronenquelle 5 mil der Austrittsoffnung 4 ist durch den nlSS^ni •? "'T Substrathalt ^ 2 befestigt. 

2£Z£T in K Vertlka,er Und/ ° der tatont.^^S22S!^ ,,,9-,, Ma9neten «« n Wf ") "nd durch den 
Als Elelrtronenquelle bietet sich vorzugsweise eine Hnhit= " . ! 9 

DieKatodemitTargetistmitdemnegaKnPo.rer^^ 

•HEM 

Katodem,t Target. Die eingefuhnen Elektronen bewirZl^ 
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